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薄膜の創製やエッチングな
どのための制御された新しい
プラズマソースの研究開発を
進めている。

シンプルなリングスロット
構造の表面波励起型方式と電
力をパルス変調して印加する
方式により、下記のように優
れたプラズマを生成すること
ができる。
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電子密度　1011/cm3, 電子温度 2ev
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